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１．概要（Summary） 

全固体 Li イオン電池セルのこれまでの一般的な造り方

は、大気中で活物質、固体電解質、導電助剤などを塗工、

圧延、乾燥、焼結するというアナログ的なプロセスである

が、電池セルを真空中で半導体プロセスを応用して成膜

することより作製することを研究開発する。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・芝浦スパッタ装置 

・熱電子 SEM 
・JEOL FE-SEM 
【実験方法】 

 P 型半導体特性を示す NiO の成膜を目標に、多

元スパッタ装置を用いて実験をおこなった。NiO ターゲ

ットを使った成膜と Ni ターゲットを使い O2 をガスに添

加した場合で、スパッタパワーと O2 添加量の成膜条件

を変えてサンプルを作成した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

NiO ターゲットを用いた成膜では、成膜された NiO 
膜が剥離することを確認した。一方、Ni ターゲットと O2 
添加による成膜では、パワーと O2 添加量に応じて、Fig. 
1 と Table 1 に示すように、表面抵抗と表面のモフォロジ

ーが大きく変化することを確認した。 

 

Fig. 1 Process conditions vs surface morphology 

Table 1 Process conditions vs O/Ni composition ratio 

 

また、O2 添加量を増やすことで、Fig. 2 に示す様に

XRD による NiO（111）からの回折ピークを確認した。 

 
Fig. 2 Process conditions vs crystal state analysis 

 

４．その他・特記事項（Others） 
多元スパッタ装置の利用に際しては、技術支援者の辺

見様、松本さまに大変お世話になりました。また、SEM 
観察、EDX による組成解析では渡辺様に指導を頂きま

した。 
・他の機関の利用：NIMS（F-21-NM-0002） 
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